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Fiche technique Démonstrateur UD1-5
Démonstration du traitement interne de piéces creuses et
complexes par des technologies voie seche

PRINCIPE

Le revétement de pieces creuses par technologie sous vide reste un challenge. Le
traitement étant trés directionnel, le transport de matiere et donc la possibilité de
revétir des zones présentant un ombrage important (comme une cavité) est un
challenge. Dans ce cadre I’'UD 1 a développer une technique permettant de traiter ces
zones en créant le plasma dans la cavité. En utilisant cette approche il est dés lors
possible d’obtenir un traitement homogene sur I'entiereté de la surface de la cavité.

MATIERES PREMIERES

Substrat : procédé applicable sur toute nature de substrat (métal, polymeére, céramique) présentant des
zones creuses (comme un tube)
Dépot de tout type de matériaux métalliques et de leurs céramiques

TECHNOLOGIE UTILISEE

Utilisation d’un systeme PVD permettant de générer le plasma dans la cavité et d’atteindre toute la surface
de la zone creuse. Combinaison de la technologie avec des méthodes de lithographie pour déposer sur des
zones discretes a l'intérieur de la cavité (masquage des zones devant étre exemptes de dépot)

Stratégie combinant lithographie et PVD pour le
dépot sur zone discréte
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L’efficacité du traitement est évaluée par un examen visuel de ’homogénéité du dépot a I'intérieur d’un
tube transparent (image de gauche).

La possibilité de déposer sur des zones discréetes est illustrée par la réalisation d’'un motif (INTERREG) a
I'intérieur d’un tube transparent (image de droite)
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